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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高校生に半導体の微細加工の体験を通して、現在の技術を知り、またこの体験を通
して将来自身の進路などの参考にしてもらう。半導体の人材育成に少しでも寄与す
る。
実習内容：ガラスにCr/Auをスパッタで成膜し、フォトリソグラフィ、Cr/Auの
ウェットエッチングを行う。

実験
Experimental

前もって高校生にフォトマスクとなる図柄を自由に作成しておいてもらう。また、
技術代行にて前もってガラスにCr/Auをスパッタで成膜していただく。
【実習内容】
1.フォトレジスト（感光剤）塗布、ベーク
2.前もって作成したフォトマスク（OHPシート）にて紫外線（両面アライ
ナ#1、#2）で露光
3.現像、ベーク、Auエッチング、Crエッチング
4.フォトレジスト除去

結果と考察
Results and Discussion

実際にクリーンルーム内でMEMSや集積回路がどのように作られるかを体験するこ
とで、現在の半導体の加工技術に対する認識が深まった。
以下、生徒の感想：
・実際に微細加工を体験することで、MEMS技術の製造プロセスを深く理解できた。
微細加工の精度を高めるための工程管理や装置の使い方を学んだ。
・加工精度を上げるには、環境条件や作業手順が重要であることを知った。
・微細なほこりや振動等が製品の性能に大きく影響を与えるため、クリーンルーム
の環境が重要であることがわかった。
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